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１．概要（Summary） 

メタ表面とは、ナノスケールの金属を 2次元状に配置す

ることで、入射場に対して従来の物質では実現できないよ

うな光学的な振る舞いを実現しようとするものである。本研

究では、ナノスケールの金属パターンを作製するために、

電子ビーム露光によるレジストパターンの作製を試みた。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 電子ビーム露光装置 

【実験方法】 

GaAs基板上に ZEP250-Aの原液を薄めたレジストを

塗布し、電子ビーム露光装置を用いてナノパターンの描

画を行い、現像液 ZMD-B を用いて現像を行った。現像

した基板をレーザー顕微鏡で観察することによって、パタ

ーンが正確に描画されているかを確認した。電子ビーム

露光は 

  Dot Number : 200000[dots] 

    Field size : 500[micron] 

     Area Dose : 260[micro C/cm2] 

     Beam Current : 40[pA] 

     Dose Time 0.40625 [micro sec/dot]  

とした。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 電子ビーム描画で作製したレジストパターンの一例を

Fig.1(a),(b)に示す。 

 現像時間を 60 秒とした Fig.1(a)では CAD で作成した

描画データ通りに基板にパターンが描画されていることが

確認された。しかし、現像時間を 120 秒とした Fig.1(b)で

はパターンが現像されすぎてしまい、描画したいパターン

とは異なったパターンとなってしまうことが確認された。こ

のことから、現像する時間は適当な時間で行うことが求め

られることが考えられる。 

 

 

Fig.1 Surface view of 1 layer resist after 

development 
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